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요약

본 발명은 박형이면서 유리기판의 표면이 평탄한 액정표시소자의 제조방법에 관한 것으로, 액정패널을 제공하는 단계; 
상기 액정패널의 적어도 하나의 표면을 식각하는 단계; 및 상기 식각된 액정패널의 표면을 연마하여 평탄화하는 단계를 
포함하는 것을 특징으로 한다.

대표도
도 9

색인어
박형, 식각, 연마장치

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1은 일반적인 액정표시소자의 단면도이다.

도 2는 식각공정에 의해 박형화된 액정표시소자의 단면도이다.

도 3은 도 2의 식각공정에 의한 박형의 액정표시소자의 문제점을 설명하기 위한 단면도이다.

도 4는 종래의 식각공정 시, 시간 변화에 따른 기판의 상태도이다.

도 5는 식각공정에 의해 박형화된 액정표시소자의 단면도이다.

도 6은 종래 방법에 의한 평탄한 표면을 갖는 박형의 액정표시소자의 단면도이다.

도 7은 본 발명의 박형의 액정표시소자 제조방법을 설명하기 위한 순서도이다.

도 8은 본 발명의 식각장비의 구성도이다.

도 9는 본 발명의 박형의 액정표시소자를 제조하기 위한 연마장치의 예시도이다.

도 10은 본 발명에 따른 박형의 액정표시소자의 단면도이다.

* 도면의 주요부에 대한 부호의 설명 *

50 : 연마장치 52 : 상 테이블

60 : 하 테이블 62 : 연마포

70 : 연마분사기 100 : 액정패널

110 : 식각조 115 : 덮개

116 : 식각액 공급부 117 : 버블판

160 : 온도센서 218 : 식각액 공급관

228 : 식각액 배출관

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 박형의 액정표시소자 제조방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 평탄한 표면을 갖는 박형의 액정표시소자 제
조방법에 관한 것이다.

근래에 LCD(Liquid Crystal Display Device), PDP(Plasma Display Panel), ELD(Electroluminescent Display), 
VFD(Vacuum Fluorescent Display)등 여러 가지 평판 디스플레이 장치가 연구되고 있으나, 그 중에서도 액정표시소
자(LCD)는 여러 가지 단점에도 불구하고 화질이 우수하고 소비전력이 작아 가장 실용화되고 있다.

 - 2 -



공개특허 특2003-0025792

 
상기 액정표시소자는 소정간격을 두고 서로 대향되어 있는 하부기판과 상부기판, 및 상기 양 기판사이에 형성된 액정층
으로 구성되어 있는데, 상기 상부기판에는 블랙 매트릭스층 및 컬러 필터층이 형성되어 있고, 상기 하부기판에는 일정
한 간격으로 종횡으로 배열되어 화소영역을 정의하는 복수의 게이트 라인과 데이터 라인, 및 상기 화소영역에 형성되어 
있는 화소 전극과 박막 트랜지스터가 형성되어 있다.

상기 구조의 액정표시소자는 박막트랜지스터와 화소전극 등을 구비하는 하부기판을 형성하는 공정, 컬러필터등을 구비
하는 상부기판을 형성하는 공정, 상기 상부 및 하부 기판을 합착하여 패널을 형성하고, 상기 패널을 절단하여 다수의 단
위패널로 형성한 다음, 액정 주입 및 봉지하는 공정 등을 거쳐서 제조된다.

이와 같은 액정표시소자는 특히, 휴대용 텔레비젼이나 노트북 컴퓨터 등의 경우 사용자가 휴대할 수 있도록 소형 및 경
량이 요구되고 있으나, 그 구조나 현재 기술상 소형 및 경량에는 한계가 있다. 다만, 액정표시소자의 가장 기본적인 구
성요소인 유리기판은 액정표시소자의 구성요소 중에 가장 중량이 크고, 그 중량을 줄일 수 있는 여지가 남아 있어 그에 
대한 연구가 계속되고 있다.

상기 유리기판의 중량을 줄이기 위해서는 유리기판의 두께를 얇게 하여야 하는데, 액정표시소자의 제조공정 중에 유리
기판에 물리적인 힘이 가해지는 경우가 많고, 기판을 가열 및 냉각하는 공정도 많이 거치게 되어 유리의 두께가 얇아지
면 유리가 파손되기 쉽다.

따라서, 최근에는 공정 초기에는 두꺼운 유리기판을 사용한 후, 후속 공정에서 유리기판을 얇게 형성하는 방법이 이용
되고 있다. 즉, 두꺼운 유리기판에 소자나 컬러필터를 형성하여 상하 유리기판을 제조하고, 양 기판을 합착하여 액정패
널을 형성한 후, 상기 액정패널의 외면을 깍아냄으로써 액정표시소자의 두께를 줄이는 것이다.

상기 액정패널의 외면을 깍는 방법으로는 강산의 식각액에 의한 습식식각 방법이 일반적으로 사용된다. 즉, 유리기판을 
식각액이 채워진 용기에 담가 이 식각액에 의해 유리기판의 표면을 식각하여 박형화하는 것이다.

이하, 종래의 액정패널의 중량을 줄이기 위한 박형 공정을 설명하도록 한다.

도 1에 도시된 바와 같이, 컬러 필터 및 박막 트랜지스터(TFT : Thin Film Transistor)가 형성된 상, 하부 유리기판
(5)(1)이 합착된 액정패널(10)을 제공한다. 상기 상, 하부 유리기판(5)(1)은 동일한 두께(t), 예를 들어 약 0.7mm의 
두께를 갖는 유리기판이다.

다음, 도 2에 도시된 바와 같이, 상당한 무게를 갖는 액정패널(10)의 중량을 줄이기 위해 상기 액정패널(10)을 식각부
(미도시)로 이송하여 상기 상, 하부 유리기판(5)(1)을 식각한다. 이때, 약 0.7mm 두께의 각각의 유리기판을 약 0.6m
m의 두께(t')가 남도록 하여 얇고 가벼운 액정패널(10')을 형성한다.

다음, 상기 액정패널(10')을 세정부로 로딩한다. 상기 세정부에서는 증류수를 이용하여 액정패널(10')의 표면에 붙은 
불순물을 제거하는 공정이 진행된다. 그런 다음, 건조부로 이송되어 액정패널(10')을 건조한다.

상기 액정패널(10)의 식각공정은 시간을 조절함으로써 약 0.7mm의 두께를 갖는 유리기판을 0.6mm의 두께를 갖도록 
진행된다. 즉, 약 1.4mm의 총 두께를 갖는 상, 하부 기판(5)(1)을 1.2mm의 두께를 갖도록 식각 타겟을 설정하여 식
각시간을 조절함으로써 공정을 진행한다.

이때, 도 3에 도시된 바와 같이, 상, 하부 유리 기판(5)(1)이 초기부터 스크래치(Scratch) 또는 찍힘이 존재하거나, 
공정 중에 장비에 의해 기판에 스크래치(A)가 발생할 수 있다. 이 상태에서 상기 식각공정이 수행되면 식각액에 의한 
등방성 식각으로 인하여 초기 스크래치의 깊이 및 폭 방향으로 더 식각되어 디스플레이상이나, 외관검사시에 불량으로 
나타날 수 있다.

즉, 식각 정도를 시간으로 조절하기 때문에 유리 기판을 오래 식각할수록 스크래치 또는 찍힘(A')이 깊이 방향 및 폭 
방향으로 더 넓어지므로, 이것이 하나의 도트(Dot) 사이즈(Size)보다 커지면 액정패널을 통과하는 광이 원하지 않는 
경로로 굴절되어 투과도의 차이가 야기됨으로써, 액정표시 화면에 얼룩 현상이 발생될 수 있다.
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상기 식각공정 시, 시간 변화에 따른 기판의 상태변화를 도 4를 참조하여 설명하면 다음과 같다.

도 4는 식각 전 및 식각 진행시의 유리 기판, 예를 들면, 도 2의 상부 유리기판(5)의 시간(①②③④) 변화에 따른 식각 
상태를 나타낸 것이다. 여기서, ㅿDo는 식각 전의 찍힘의 깊이를 나타내고, ㅿD 1내지 ㅿD3는 식각 과정에 따른 찍힘의 
깊이의 변화량을 나타내며, ㅿW1내지 ㅿW3은 식각 과정에서의 찍힘 폭의 변화량을 나타내고, ㅿt는 식각 두께의 변화
량을 나타낸 것이다.

식각 전(①)에는 유리 기판의 에너지 상태가 불안정하기 때문에, 상기 유리 기판의 박형화를 위한 식각 공정시, 식각액 
속에 유리 기판(5)이 접촉되면 초기 반응 속도가 커서 ②에 도시된 바와 같이 유리 기판(5)의 두께가 얇아지면서 찍힘
의 깊이와 폭 방향으로 급속도로 식각이 되게 된다.

다음, 상기 식각액과 계속 반응하여 상기 찍힘의 불량부가 안정한 상태가 되면, 유리기판(5)이 ㅿt 두께로 서서히 식각
이 될 때, 동시에 상기 찍힘 부위도 등방성 식각이 된다. 즉, 상기 찍힘 부위가 안정화 상태가 되면 유리기판(5) 표면의 
식각량이 찍힘 부위의 식각량과 동일하므로 찍힘의 깊이 방향으로의 변화량은 0이 된다. 다시 말해서, ②③④에 도시된 
바와 같이 ㅿD1≒ ㅿD2≒ ㅿD3≒ 0이 된다. 그러나, 찍힘 부위의 폭 방향으로의 식각 변화량은 점점 커지게 되므로 ㅿ
W1< < ㅿW2< < ㅿW3의 조건을 가지게 된다.

상기와 같은 메카니즘으로 인해 유리 기판을 박형화할 때, 식각량이 커지면 커질수록 불량 사이즈(Size)도 더욱 커지게 
되므로 액정표시 화면에 얼룩 현상이 발생될 수 있다.

한편, 기판 표면에 형성된 이물질 때문에 발생되는 식각속도의 차이 또는 식각공정중에 발생되는 불순물로 인해 기판 
표면에 국부적인 돌기가 형성되어 기판을 통과하는 광이 원하지 않는 경로로 굴절됨으로써 화면 품위를 저하시킬 수 있
다.

즉, 종래의 경우, 도 5에 도시된 바와 같이 박막트랜지스터가 구비된 하부 유리기판(1) 및 컬러필터가 구비된 상부 유
리기판(5)을 합착한 후 박형화를 위해 상기 양기판을 식각하는 경우, 상부 유리기판(5)(또는 하부 유리기판) 표면에 
형성된 이물질 때문에 전술한 바와 같이 기판 표면에 국부적인 돌기(7)가 형성되는 문제점이 있었다. 미설명 부호 2는 
액정층이다.

이와 같은 문제점을 해결하기 위해서 도 6에 도시된 바와 같이, 상기 돌기(7)가 형성된 이외의 기판부분에 특정물질(
9)을 충전시켜 기판 표면을 평탄하게 하는 방법이 있다.

그러나, 이와 같은 방법은 상부 유리기판(5)과 충전물질(9) 사이의 굴절율의 차이에 의해 결국 화면의 얼룩을 완전히 
해소하지 못하게 되며, 충전된 물질(9)에 의해 다시 기판의 두께가 두꺼워지는 문제점이 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 박형이면서 유리기판의 표면이 평
탄한 액정표시소자의 제조방법을 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 유리기판의 표면이 평탄하면서 굴절율의 차이가 없어 화면에 얼룩현상이 없는 액정표시소자의 
제조방법을 제공하는 것이다.

    발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 박형의 액정표시소자 제조방법은, 액정패널을 제공하는 단계; 상기 액정패널의 
적어도 하나의 표면을 식각하는 단계; 및 상기 식각된 액정패널의 표면을 연마하여 평탄화하는 단계를 포함하는 것을 
특징으로 한다.
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즉, 본 발명은 박형의 액정표시소자를 제조하기 위해서 액정표시소자의 기판을 식각하고, 상기 식각공정에서 형성되는 
기판표면의 찍힘, 스크래치 및 돌기와, 공정 중에 장비에 의해 발생할 수 있는 스크래치를 제거함으로써, 상기 기판 표
면을 평탄하게 하여 화면에 얼룩현상이 없는 액정표시소자의 제조방법을 제공하기 위한 것이다.

이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도 7은 본 발명의 박형의 액정표시소자 제조방법을 설명하기 위한 순서도이고, 도 8은 본 발명의 식각장비의 구성도이
며, 도 9는 본 발명의 박형의 액정표시소자를 제조하기 위한 연마장치의 예시도이며, 도 10은 본 발명에 따른 박형의 
액정표시소자의 단면도이다.

먼저, 제 1 기판 및 제 2 기판이 제공된다.

    
상기 제 1 기판(이하, TFT 기판이라 칭함)에는 어레이(Array) 공정에 의해 일정간격을 갖고 일 방향으로 배열된 복수
개의 게이트 라인(Gate Line)과 상기 각 게이트 라인에 수직한 방향으로 일정한 간격을 갖고 배열되는 복수개의 데이
터 라인(Data Line)과 상기 게이트 라인 및 데이터 라인에 의해 정의된 화소 영역에 각각 형성되는 복수개의 박막 트
랜지스터 및 화소 전극들이 형성되어 있다. 그리고, 상기 제 2 기판(이하, CF 기판이라 칭함)에는 상기 화소 영역을 제
외한 부분의 빛을 차단하기 위한 블랙 매트릭스(Black Matrix)층과 컬러 필터층 및 공통전극 등이 형성되어 있다.
    

다음, 복수 개의 TFT 기판 및 복수 개의 CF 기판을 각각 하나씩 선택하도록 프로그램(Program) 된 로봇 암(Robot 
Arm)을 이용하여 TFT 기판 및 CF 기판을 선택한다.

이어, 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 선택된 TFT 기판과 CF 기판 상에 배향막을 도포한 후 액정분자가 균일한 방향성
을 갖도록 하는 배향 공정(1S)을 각각 진행한다. 상기 배향 공정(1S)은 배향막 도포 전 세정, 배향막 인쇄, 배향막 소
성, 배향막 검사, 러빙 공정 순으로 진행된다.

다음, 배향 공정(1S) 후 갭(Gap) 공정이 진행된다. 상기 갭 공정은 TFT 기판 및 CF 기판을 각각 세정(2S)한 다음, 
컬러필터 기판에 셀 갭(Cell Gap)을 일정하게 유지하기 위한 스페이서(Spacer)를 산포(4S)하고, TFT 기판의 외곽부
에 씨일(Seal)재를 도포(3S)한 후, 상기 TFT 기판과 CF 기판을 합착(5S)함으로써 액정패널을 형성하는 공정으로 이
루어진다.

한편, 상기 TFT 기판과 CF 기판은 서로 대향하는 대면적의 유리기판 상에 복수 개의 영역으로 형성되어 있다. 다시 말
해서, 대면적의 유리기판에 복수의 단위기판 영역들이 형성되어 있고, 상기 단위 기판 영역 중 하부의 단위기판(TFT 
기판) 영역들 내에는 별도의 화소전극들이 각각 형성되어 있다. 그리고, 상부의 단위기판(CF 기판) 영역들을 포함하는 
대면적 유리기판에는 상기 화소전극과 더불어 액정을 구동시키는 공통전극이 상기 유리기판 전면에 형성되어 있다.

다음, 상기 액정패널을 박형화하기 위한 제조공정(10S)이 진행된다.

이는 전술한 바와 같이, 상기 TFT 기판 및 CF 기판으로 합착된 액정패널의 중량을 줄이기 위해, 상기 액정패널을 식각
장비로 이송하여 TFT 기판 및 CF 기판 표면의 소정부분을 식각한다. 이때, 상기 식각은 강산 용액인 불산(HF) 용액을 
이용하여 식각 타겟(target)을 설정함으로써 식각공정을 진행한다.

즉, 총 1.4mm의 두께를 갖는 TFT 기판 및 CF 기판의 식각 타겟을 설정하고, 불산 용액과 기판 사이에 생기는 발열반
응으로 인한 온도를 조절하여 공정을 진행한다. 상기 식각공정 중 기판의 두께는 기판과 강산 사이의 발열반응에서 나
타나는 온도 변화를 측정하여 조정된다. 즉, 상기 식각장비의 식각조 내에 부착된 온도센서에 의해 온도 변화가 측정되
어 식각완료지점을 알 수 있게 된다.

상기 식각장비는 다음과 같은 구성을 갖고 있다.
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도 8에 도시된 바와 같이, 식각조(110)와, 상기 식각조(110) 상부에 설치되어 봉합액(water sealant)(215)을 매개
로 식각조(110)에 봉합된 덮개(115)와, 상기 식각조(110) 내부에 설치된 버블판(117)과, 상기 버블판(117)의 죄우
에 연결되어 가스공급부(미도시)로부터 질소(N2 ) 또는 산소(O2 )를 공급하는 가스공급관(216)과, 상기 식각조(110) 
저부에 연결되어 식각액 혼합부(116)로부터 식각액을 공급하는 식각액 공급관(218)과, 사용한 식각액을 외부로 배출
하기 위한 식각액 배출관(228)과. 상기 식각조(110) 내의 온도변화를 측정하기 위한 온도센서(160)를 포함하여 구성
된다.

이때, 상기 식각액 배출관(228)을 통해 배출된 식각액은 필터(219)에 의해 불순물이 제거된 후, 버퍼탱크(222)에 저
장된다. 버퍼탱크(222)에 저장되어 정화된 식각액은 식각액 혼합부(116)로 재공급되며, DI공급부(223)와 HF공급부
(224)로부터 제공된 DI(Deionized Water) 및 HF가 혼합된다. 혼합시, 식각액 혼합부(116)에 설치된 농도측정장치
(225)에 의해 혼합액의 농도가 측정되며, 설정치에 도달하면 DI와 HF의 공급이 중단된다.

또한, 식각액 혼합부(116) 내에는 혼합액을 일정한 온도로 유지하기 위한 냉각수관이 더 설치된다.

상기 식각장치를 통한 식각공정을 간단히 설명하면 다음과 같다.

먼저, 식각조(110)의 카세트(미도시)에 액정패널(100)을 장착시키고 식각조(110) 저부에 연결된 펌프(118)를 가동
하여 식각액 공급부(116)로부터 일정하게 혼합된 식각액을 공급한다.

식각액이 일정 액위만큼 채워지면 액정패널(100)의 식각공정이 시작되고, 이후. 식각조 내부의 온도가 상승하게 되면 
온도센서(160)에 감지된 온도에 의해서 식각의 종료가 결정된다.

즉, 상기 식각과정은 식각용액과 상기 액정패널(100)의 실리콘 산화물(SiOx)이 반응하여 열을 내는 발열반응으로, 이 
때 발생하는 열을 온도센서(160)가 감지한다.

따라서, 액정패널의 각 기판의 두께, 기판의 개수에 따른 반응열을 산출하고, 식각조 내부의 온도가 산출된 일정 온도에 
이르면 식각이 자동적으로 멈추게 됨으로써 액정패널 면을 일정한 두께로 식각한다.

온도 설정은 다음식으로 결정하며, 최종온도가 되면 자동적으로 식각을 중단한다.

Tt = Ti +(Kr ·N ·△t2) / m

(Tt : 최종온도, Ti : 초기온도, Kr : 반응상수, N : 기판의 수, △t2 : 식각하고자 하는 두께)

이와같은 방법으로, 총 1.4mm 두께의 기판을 0.3mm까지 식각할 수 있다.

한편, 버블판(117)을 더 구비하여 식각조(110) 내부로 공급된 산소 또는 질소 가스를 기포화시킨다. 기포화된 가스는 
식각용액과 유리기판의 반응으로 생긴 반응물질을 기판면으로부터 쉽게 제거하여 식각이 이루어지도록 한다.

하지만, 상기와 같은 식각장비를 통하여 액정패널(100)을 식각할 때, 전술한 바와 같이 상기 TFT 기판 또는 CF 기판
이 초기부터 스크래치 또는 찍힘이 존재하거나, 공정 중의 장비에 의해 기판에 스크래치가 존재하면, 스크래치의 깊이 
방향 및 폭 방향으로 넓어지는 식각 프로파일(Profile)을 갖게 된다. 또한, 식각 공정시 기판 표면에 형성된 이물질 때
문에 발생되는 식각속도 차이 또는 식각공정중에 발생되는 불순물로 인해 기판 표면에 국부적인 돌기가 형성될 수 있다.

상기 기판 표면에 형성된 스크래치, 찍힘 및 돌기들은 도 9와 같이, 연마포(62)가 부착된 연마장치(50)의 회전에 의해 
제거될 수 있다.

상기 연마장치(50)는 상기 액정패널(100)을 고정시킬 수 있는 지그(Jig)가 마련된 상 테이블(52)과, 연마포(62)가 
부착된 하 테이블(60)과, 상기 상 테이블(52) 및 하 테이블(60) 사이에 구비된 연마분사기(70)를 포함하여 이루어진
다.
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이와 같은 연마장치(50)를 이용하여 상기 액정패널(100)의 표면을 연마하는 공정을 살펴보면 다음과 같다.

먼저, 상기 상 테이블(52)의 내측면에 구비된 지그를 통하여 액정패널(100)을 부착한다. 이는 상/하방향으로의 동작
이 가능한 실린더(Cylinder ; 80)를 이용하여 액정패널(100)을 상 테이블(52)에 부착할 수 있다.

다음, 상기 실린더(80)를 하방향으로 이동하여 상 테이블(52)과 하 테이블(60)이 일정 갭(Gap)을 유지하도록 한다. 
즉, 상 테이블(52)에 부착된 액정패널(100)이 하 테이블(60)상에 마련된 연마포(62)가 밀착되도록 한다. 상기 연마
포(62)는 바둑판 형상으로 형성된다.

다음, 하 테이블(60)이 모터(Motor)에 의해 도 9에 도시된 화살표 방향, 즉 시계 방향으로 회전하면 상 테이블(52)이 
상기 하 테이블(60)의 회전 방향의 반대방향으로 회전하게 된다. 이때, 상기 액정패널(100)에 약 360g/cm 3의 압력이 
가해지고, 상기 연마분사기(70)로부터 연마제가 하 테이블(62)상에 분사되면 촉매작용을 통하여 액정패널(100)이 연
마되게 된다. 여기서, 공정 시간은 약 10분 ~ 15분간 연마공정을 수행하며, 상기 연마제는 산화물 또는 다이아몬드 분
말을 이용한다. 여기서, 상기 산화물은 알루미늄 산화물 또는 세륨(Cerium) 산화물을 사용함이 바람직하다.

    
상기와 같은 연마공정이 수행되면, 액정패널(100)의 한 면이 약 10~40㎛가 연마되어 식각공정을 통하여 형성된 스크
래치, 찍힘 현상 및 돌기들을 제거할 수 있다. 즉, 도 10에 도시된 바와 같이, TFT 기판 및 CF 기판으로 이루어진 액정
패널(100)의 외면이 상기 등방성의 식각공정에 의해 큰 폭의 스크래치, 찍힘(A') 및 돌기(도시되지 않음)들이 형성될 
수 있지만, 상기와 같은 연마공정으로 액정패널 면이 평탄화되어 상기 식각공정으로 인한 상기 스크래치, 찍힘 및 돌기
들을 제거함으로써 종래의 액정표시 화면에의 얼룩 현상을 억제할 수 있다.
    

또한, 상기 연마공정을 진행하고 난 다음에도 스크래치 및 찍힘이 존재할 수도 있지만, 상기 스크래치 및 찍힘은 액정표
시 화면에 영향을 끼치지 않을 정도로 작다.

상기 연마장치(50)는 전체로서 회전할 수도 있고, 연마포(62)만이 회전할 수도 있으며, 작업자가 직접 수동으로 핸들
링 할 수도 있고, 자동 장비에 적용할 수도 있다. 자동 장비에 적용하는 것이 작업 안정성 및 효율성 면에서 바람직하다.

상기 자동 장비에 적용할 경우는 기판을 고정시키고 자동 장비의 구동장치에 의해 상기 액정패널(100)과 연마장치(5
0)가 일직선이 되도록 연마장치가 이동되며 일정한 회전속도 및 상하 방향으로 이동하면서 스크래치 및 찍힘을 제거하
게 된다.

다음으로, 연마 공정이 완료된 액정패널(100)을 세정부로 이동하고, 상기 세정부에서 탈이온수를 고르게 뿌려 상기 액
정패널의 면에 잔류한 식각용액 및 기판 에지면의 슬러지(Sludge)를 제거한다. 상기 세정부에서 이를 2사이클 정도 진
행한 후 증류수의 건조를 위해 건조부로 이동한다.

다음, 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 액정패널을 절단, 가공(6S) 공정을 수행함으로써, 단위액정패널을 형성한다.

이후, 상기와 같은 개개의 단위액정패널에 액정주입구를 통해 액정을 주입하고, 상기 액정주입구를 봉지(7S)하여 액정
층을 형성한다. 다음, 각 단위액정패널의 절단된 면을 연마한 다음, 단위액정패널의 외관 및 전기적 불량 검사(8S)를 
진행함으로써 액정표시소자를 제작하게 된다.

상술한 실시예에서는 절단 공정을 하기 전의 액정패널을 박막화하는 공정을 진행하였지만, 상기 절단 공정을 거친 다수
의 단위액정패널을 카세트에 담아 식각 및 연마하여 박막의 액정표시소자를 제조할 수도 있다.

또한, 상기 박막의 액정표시소자의 제조공정은 액정을 진공주입하는 방식을 기본으로 하여 설명하였지만, TFT 기판 또
는 CF 기판상에 액정을 미리 적하한 다음, 상기 TFT 기판 및 CF 기판을 합착하는 액정적하방식에 적용하여 박막의 액
정표시소자를 제조할 수도 있다.
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또한, 상기 식각공정은 식각공정을 수행한 후 액정층을 형성할 수 있지만, 상기 TFT 기판 및 CF 기판 사이에 액정층을 
형성한 후에 행해질 수도 있다.

그 외에, TN 모드, 횡전계방식모드(In plane switching), 강유전성 모드(Ferroelectric Liquid Crystal : FLC), OC
B 모드(Optically compensated Birefringence)등 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 당업자에 공지
된 방식에 따라, 상기 액정패널은 변경 제조될 수도 있다.

이상에서 설명한 본 발명은 상술한 실시예 및 첨부된 도면에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 
않는 범위내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 
자에게 있어 명백할 것이다.

    발명의 효과

상술한 바와 같은 박막의 액정표시소자 제조방법은 다음과 같은 효과가 있다.

첫째, 액정패널 표면이 평탄하여 화면의 얼룩현상이 없게 된다.

둘째, 연마장치에 의한 간단한 방법에 의해 액정패널 표면에 형성된 스크래치 및 찍힘을 제거함으로써 수율이 향상되어 
원가절감의 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

액정패널을 제공하는 단계;

상기 액정패널의 적어도 하나의 표면을 식각하는 단계; 및

상기 식각된 액정패널의 표면을 연마하여 평탄화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 박형의 액정표시소자 제조
방법.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 연마하는 단계는 연마포가 부착된 연마장치의 회전에 의해 이루어지는 것을 특징으로 하는 박형의 액정표시소자 
제조방법.

청구항 3.

제 2항에 있어서,

상기 연마포는 산화물 또는 다이아몬드 분말의 연마제가 부착되어 이루어진 것을 특징으로 하는 박형의 액정표시소자 
제조방법.

청구항 4.

제 3항에 있어서,

상기 산화물의 연마제는 알루미늄 산화물 또는 세륨 산화물인 것을 특징으로 하는 박형의 액정표시소자 제조방법.
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청구항 5.

제 2항에 있어서,

상기 연마하는 단계는,

상기 액정패널을 상기 연마장치의 상 테이블에 장착하는 단계와,

상기 연마포가 부착된 하 테이블과 상기 액정패널을 마찰시키고 상기 하 테이블을 회전시키면서 연마제를 분사하여 상
기 액정패널의 표면을 연마하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 박형의 액정표시소자 제조방법.

청구항 6.

제 1항에 있어서,

상기 연마하는 단계는 상기 식각된 액정패널의 표면을 약 10~40㎛의 두께로 연마하는 것을 특징으로 하는 박형의 액
정표시소자 제조방법.

청구항 7.

제 5항에 있어서,

상기 연마포는 상기 하 테이블로부터 탈착이 가능한 것을 특징으로 하는 박형의 액정표시소자 제조방법.

청구항 8.

제 1항에 있어서,

상기 액정패널의 표면을 식각하는 단계는 강산에 의한 습식식각방법에 의한 것임을 특징으로 하는 박형의 액정표시소
자 제조방법.

청구항 9.

제 8항에 있어서,

상기 강산은 불산(HF)인 것을 특징으로 하는 박형의 액정표시소자 제조방법.

청구항 10.

제 1항에 있어서,

상기 액정패널은 다수 개의 단위액정패널을 포함하는 것을 특징으로 하는 박형의 액정표시장치 제조방법.

청구항 11.

제 1항에 있어서,

상기 액정패널은 단위액정패널인 것을 특징으로 하는 박형의 액정표시장치 제조방법.

청구항 12.
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제 10항 또는 제 11항에 있어서,

    
상기 단위액정패널은 일정간격을 갖고 일 방향으로 배열된 복수개의 게이트 라인과 상기 각 게이트 라인에 수직한 방향
으로 일정한 간격을 갖고 배열되는 복수개의 데이터 라인과 상기 게이트 라인 및 데이터 라인에 의해 정의된 매트릭스 
화소 영역에 각각 형성되는 복수개의 박막 트랜지스터 및 화소 전극을 포함하는 제 1 기판과, 블랙 매트릭스층과 상기 
블랙 매트릭스층 사이에 형성된 컬러 필터층을 포함하는 제 2 기판이 서로 합착된 패널인 것을 특징으로 하는 박형의 
액정표시장치 제조방법.
    

도면
도면 1

도면 2

도면 3
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